
등록특허  10-0460304

- 1 -

(19)대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(51) 。Int. Cl.7

H05B 33/10

(45) 공고일자

(11) 등록번호

(24) 등록일자

2004년12월04일

10-0460304

2004년11월26일

(21) 출원번호 10-2002-0044194 (65) 공개번호 10-2004-0009841

(22) 출원일자 2002년07월26일 (43) 공개일자 2004년01월31일

(73) 특허권자 주식회사 선익시스템

경기 수원시 팔달구 원천동 333-1

(72) 발명자 정광진

경기도수원시팔달구원천동333-1

김종석

경기도수원시팔달구원천동333-1

오기용

경기도수원시팔달구원천동333-1

이민진

경기도수원시팔달구원천동333-1

이명수

경기도수원시팔달구원천동333-1

이응직

경기도수원시팔달구원천동333-1

(74) 대리인 한양특허법인

심사관 : 박재훈

(54) 유기이엘 디스플레이의 박막형성 시스템

요약

본 발명은 유기 EL 디스플레이의 성막공정시에 성막 소스의 효율을 극대화시키면서 대면적의 기판에 대한 성막공정

에서도 우수한 두께 균일도를 갖도록 하기 위한 유기이엘 디스플레이의 박막형성 시스템을 제공한다.

이를 위해 본 발명은 유기 EL 액상 소스와 용제를 이동시키기 위한 액체이동 장치와, 캐리어 가스와 퍼지가스를 이동

시키기 위한 가스이동 장치, 상기 액체이동 장치로부터 이동된 액상 소스를 기화시키는 기화기, 상기 기화기로부터 

기화된 소스를 분사시키기 위해 이송하는 기화기 라인, 상기 기화기 라인을 통해 이송받은 기화된 소스를 균일하게 

분사하는 샤워헤드, 상기 기화된 소스를 성막시키기 위한 반응기, 상기 반응기로부터 배출되는 소스를 펌핑하는 펌핑

라인 및, 상기 기화기로부터 기화된 소스를 배기시키기 위한 배기라인으로 구성된 것을 특징으로 한다.

대표도

도 1
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명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 유기이엘 디스플레이의 박막형성 시스템에 대한 전체 구성을 나타낸 도면,

도 2는 도 1에 도시된 액체이동 장치의 내부 구성을 상세히 나타낸 도면,

도 3은 도 1에 도시된 기화기의 구성을 상세히 나타낸 도면,

도 4는 본 발명의 다른 예에 따라 플라즈마 발생부가 추가된 샤워헤드의 구성을 나타낸 도면,

도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 유기이엘 디스플레이의 박막형성 시스템에 대한 구성을 나타낸 도면이다.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
100:액체이동 장치, 150:혼합기,

200:가스이동 장치, 300:기화기,

400:기화기 라인, 500:샤워헤드,

600:가열장치, 650:이송장치,

700:펌핑장치, 800:배기라인.

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 유기이엘 디스플레이의 박막형성 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 유기 EL(Electroluminescenc

e) 디스플레이의 공정 중에서 다양한 형태의 박막에 대한 성막공정을 원활하게 수행하기 위한 유기이엘 디스플레이의

박막형성 시스템에 관한 것이다.

일반적으로, 유기 EL 디스플레이는 휴대폰이나 개인정보 단말기 등에 적용되는 차세대 디스플레이로서 각광을 받고 

있는 반도체 디스플레이소자에 해당되는 바, 그 유기 EL 디스플레이의 제조공정은 유기 EL 성막공정과 전극 성막공

정이 있다.

이러한 유기 EL 성막공정과 전극 성막공정은 증발(Evaporation) 증착방식과 일렉트론빔 건(Electron Beam Gun) 증

착방식이 널리 사용되고 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나, 이러한 유기 EL 디스플레이의 성막공정에 채용되는 증발 증착방식과 일렉트론빔 건 증착방식의 경우에는 유

기 EL 성막소스의 효율이 약 2∼3% 정도밖에 되지 않고, 기판의 크기가 370mm×470mm 이상의 대면적 성막공정에

서는 두께의 균일도(Thickness Uniformity)가 나빠진다는 단점이 있다.

따라서, 본 발명은 상기한 종래의 사정을 감안하여 이루어진 것으로서, 그 목적은 유기 EL 디스플레이의 성막공정시

에 성막 소스의 효율을 극대화시키면서 대면적의 기판에 대한 성막공정에서도 우수한 두께 균일도를 갖도록 하기 위

한 유기 이엘 디스플레이의 박막형성 시스템을 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

상기한 목적을 달성하기 위해 본 발명의 일실시예에 따르면, 유기 EL 액상 소스와 용제를 이동시키기 위한 액체이동 

장치와, 캐리어 가스와 퍼지가스를 이동시키기 위한 가스이동 장치, 상기 액체이동 장치로부터 이동된 액상 소스를 

기화시키는 기화기, 상기 기화기로부터 기화된 소스를 분사시키기 위해 이송하는 기화기 라인, 상기 기화기 라인을 

통해 이송받은 기화된 소스를 균일하게 분사하는 샤워헤드, 상기 기화된 소스를 성막시키기 위한 반응기, 상기 반응

기로부터 배출되는 소스를 펌핑하는 펌핑라인 및, 상기 기화기로부터 기화된 소스를 배기시키기 위한 배기라인으로 

구성된 것을 특징으로 하는 유기이엘 디스플레이의 박막형성 시스템을 제공한다.

상기한 목적을 달성하기 위해 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 액상의 소스가 저장되어 있는 반응원료 저장조와, 일

측 끝단에 오리피스가 설치되고서, 오리피스와의 압력차에 의해 가속화된 가압가스를 발생하는 인젝터, 상기 인젝터

로부터의 가압가스를 반응원료 저장조 내로 유도하여 액상 소스가 가압가스의 운동에너지에 의해 미립자화되도록 하

는 가스 유도관, 상기 반응원료 저장조에서 미립자화된 소스를 배출시키는 배출관, 상기 배출관을 통해 배출되는 미

립자화된 소스를 기화시키기 위해 가열하는 가열수단 및, 상기 가열수단을 통해 기화된 소스를 균일하게 분사시키기 

위해 샤워헤드와 반응기를 갖춘 반응실로 구성된 것을 특징으로 하는 유기이엘 디스플레이의 박막형성 시스템을 제

공한다.
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이하, 상기한 바와 같이 구성된 본 발명의 일실시예에 대해 첨부도면을 참조하여 상세히 설명한다.

즉, 도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 유기이엘 디스플레이의 박막형성 시스템에 대한 전체 구성을 나타낸 도면이다.

도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에서는 액체이동 장치(100)와, 혼합기(150), 가스이동 장치(200), 기화

기(300), 기화기 라인(400), 샤워헤드(500), 하부 가열부(600), 측면 가열부(620), 이송장치(650), 펌핑장치(700), 배

기라인(800)으로 구성된다.

동 도면에서, 상기 액체이동 장치(100)는 액체상태의 유기 EL 소스와 용제를 가입시켜서 기화기(300) 측으로 이동시

키기 위한 것으로서, 그 액체이동 장치(100)로부터는 유기 EL 소스를 이동시키는 소스 이동라인(L1)과 용제를 이동

시키는 용제 이동라인(L2)이 연결되어 있고, 각 소스 이동라인(L1)과 용제 이동라인(L2)은 제 1 및 제 2밸브(V1-1, 

V1-2)를 통하여 균일한 소스의 유입을 위해 설치된 체크밸브(CV)와 연결되어 있으며, 그 체크밸브(CV)를 통하여 혼

합기(150)와 공통 연결된 상태에서 상기 기화기(300) 측에 이어져 있다.

상기 혼합기(150)는 각 소스 이동라인(L1)과 용제 이동라인(L2)을 통해 이동되는 유기 EL 소스와 용제를 균일하게 

혼합하여 상기 기화기(300) 측으로 공급하게 된다.

여기서, 상기 액체이동 장치(100)는 도 2에 도시된 바와 같이, 유기 EL 소스를 갖춘 하나 이상의 유기 EL 소스용기(1

10,115)와, 해당 액체이동 장치(100)와 기 화기(300)의 라인을 세정하기 위한 용제를 갖춘 용제용기(140), 상기 각 

유기 EL 소스용기(110,115)에 유기 EL 소스를 리필(Refill)하기 위한 하나 이상의 리필용기(130,135)로 구성된다.

상기 각 유기 EL 소스용기(110,115)는 각각 매뉴얼밸브(MV2,MV3) 측의 라인으로부터 가압가스를 유입받아 각 매

뉴얼밸브(MV1,MV4) 측의 라인을 통해 유기 EL 소스를 유출시키게 되고, 각 유기 EL 소스용기(10,115)로부터의 유

출라인에 설치된 각각의 액체질량 유량조절기(LMFC)(120,125)는 유출되는 유기 EL 소스의 양을 조절하게 된다.

또한, 상기 용제용기(140)는 매뉴얼밸브(MV6) 측의 라인을 통해 가압가스를 유입받아 매뉴얼밸브(MV5) 측의 라인

을 통해 용제를 유출시키게 되는 바, 그 용제용기(140)로부터의 유출라인에 설치된 액체질량 유량조절기(LMFC)(14

5)는 유출되는 용제의 양을 조절한다.

도 1에서, 상기 가스이동 장치(200)는 아르곤가스(Ar)과 산소(O2) 및 질소가스(N2)를 유입받아 캐리어가스 이동라

인(L3)을 통해서 캐리어가스를 이동시키고, 활성가스 이동라인(L4)을 통해 활성가스를 이동시키며, 퍼지가스 이동라

인(L5)을 통해서 퍼지가스를 이동시키기 위한 것이다.

여기서, 상기 가스이동 장치(200)의 모든 라인은 평균 표면거칠기가 5㎛ 이하로 전해연마 처리된 SUS 316L로 이루

어진다.

상기 기화기(300)는 혼합기(150)를 매개로 하여 상기 액체이동 장치(100)로부터 유입받은 소스와 용제가 혼합된 액

체소스를 기화시키도록 되어 있고, 상기 캐 리어가스 이동라인(L3)은 상기 기화기(300)에서 기화된 액체소스를 고압

으로 샤워헤드(500)로 분사시키게 된다.

여기서, 상기 기화기(300)의 전단에는 소스의 균일한 유입을 위해서 체크밸브가 설치되어 있고, 한편, 상기 액체이동 

장치(100)로부터의 모든 이동라인은 급격한 소스유입으로 인한 기화기(300)의 클로깅을 방지하기 위해, 체크밸브의 

양단이 1/8' 또는 1/16'라인으로 구성된다.

또한, 상기 액체이동 장치(100)로부터의 모든 라인은 내벽과의 접촉에 의한 파티클 발생 및 압력손실을 최소한으로 

억제하기 위해, 각 라인의 내벽을 평균 표면거칠기 5㎛ 이하로 전해연마 처리한 SUS 316L로 이루어진다.

상기 기화기(300)는 도 3에 도시된 바와 같이, 제 1가스 흐름관(310)과, 오리피스(320), 제 2가스 흐름관(330), 소스 

공급관(340), 제 1 및 제 2기화기 프릿(350a,350b), 기화기 몸체(360), 기화기 히터(370), 제 3가스 흐름관(380), 배

출구(390)로 구성된다.

상기 기화기(300)의 내부는 평균 표면거칠기가 5㎛ 이하로 전해연마 처리한 SUS316L로 이루어져 있다.

또한, 상기 기화기(300)의 기화기 히터(370)는 소스의 클로깅을 방지하기 위해 열균일도가 뛰어난 몰딩히터로 구성

되어 있고, 고온에도 견딜 수 있는 메탈밸브(도시되지 않음)를 갖추고 있다.

상기 기화기 히터(370) 측의 가열부는 스테인레스 스틸 계열이나, 인코넬(Inconel), 칸탈(Kanthal), 니크롬선, 하스트

얼로리(Hastelloy), 타이타늄(Titanium), 알루미늄(Al), 구리(Cu), PG(Pyrolitic Graphite) 등과 같은 금속, 비금속, 

세라믹 열선을 사용하는 몰딩 형태로 이루어지고, 이는 실리콘 카바이드(SiC) 히터나, 실리콘 러버(Si Rubber) 히터, 

AIN 히터, 알루미나 히터, PG 히터, PBN 히터 등과 같은 금속, 비금속, 세라믹 계열 히터를 적용하는 것도 얼마든지 

가능하다.

상기 제 1 및 제 2기화기 프릿(350a,350b)은 소스의 클로깅을 방지하기 위해 실리콘 카바이드(SiC)나 알루미나(Al 2
O 3 )와 같은 세라믹 재질로 이루어져 있다.

도 3에서, 상기 제 1가스 흐름관(310)을 통하여 흐르는 캐리어가스는 오리피스(320)와 연결된 제 2가스 흐름관(330)

을 통하여 빠른 속도로 빠져 나가게 되는 바, 상기 제 1가스 흐름관(310)의 직경이 제 2가스 흐름관(330)의 내경보다 

크기 때문에 제 2가스 흐름관(330)에 흐르는 가스의 속도가 훨씬 빠르게 되면서 제 1가스 흐름관(310) 보다 제 2가스

흐름관(330)의 내부 압력이 훨씬 낮아지게 된다.

한편, 상기 기화기 히터(370)는 방출되는 열을 기화기 몸체(360)를 통하여 상기 제 1 및 제 2기화기 프릿(350a,350b

)에 전달하게 되고, 열전도율이 우수한 제 1 및 제 2기화기 프릿(350a,350b)에서는 액체상태의 소스를 기화시켜서 

배출구(390)를 통해서 기화기 라인(400) 측으로 배출시키게 된다.

여기서, 상기 기화기(300)는 2개 이상의 유기 EL 소스를 사용하는 경우에 조성비를 맞추기 위해서 적어도 2개 이상

으로 구성하도록 하는 것이 바람직하다.

동 도면에서, 상기 샤워헤드(500)는 별도의 내장 히터(520)와 절연부(540)로 구성되어 있고, 균일한 분사를 위해서 1

스테이지 또는 2 스테이지로 이루어져 있 다.
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상기 샤워헤드의 히터(520)는 스테인레스 스틸 계열, 인코넬, 칸탈, 니크롬선, 하스트얼로이, 타이타늄, 알루미늄, 구

리, PG 등과 같은 금속, 비금속, 세라믹 열선을 사용하는 시스(Sheath) 형태 또는 실리콘 고무(Rubber) 형태의 히터

를 적용할 수 있도록 되어 있다.

또한, 상기 샤워헤드 히터의 절연부(540)는 알루미나, AIN, 테프론(Tephlon) 등의 절연물질로 이루어져 있다.

한편, 상기 샤워헤드(500)의 다른 예에 따른 구성은 도 4에 도시된 바와 같다.

도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다른 예에 따른 샤워헤드(500)는 플라즈마를 가하기 위한 플라즈마 모듈(560)과,

샤워헤드의 절연부(580), 내장히터로 구성되고, 이는 균일한 분사를 위해 1 스테이지 또는 2 스테이지로 이루어진다.

상기 플라즈마 모듈(560)은 전원부로부터 전원을 인가받아 플라즈마를 발생하는 플라즈마 전극(570)과, 그 플라즈마

전극(570)으로부터 반응기를 절연시키는 플라즈마 절연부(582)로 구성되고, 상기 전원부는 MF 또는 RF로 이루어질

수 있고, 히터의 가열부는 스테인레스 스틸 계열, 인코넬, 칸탈, 니크롬선, 하스트얼로이, 타이타늄, 알루미늄, 구리, P

G 등과 같은금속, 비금속, 세라믹 열선을 사용하는 시스(Sheath) 형태의 열선을 사용할 수 있다. 상기 절연부는 알루

미나, AIN, 테프론 등의 절연물질로 구성될 수 있다.

도 1에서, 가열장치는 이송장치(650)에 의해 높이조절과 회전이 가능한 하부 가열부(600)와 반응기 측면의 측면 가

열부(620)로 구성되고, 각 하부 가열부(600)와 측면 가열부(620)는 열전도도와 열균일도가 우수하며 파티클(Particle

)이 발생되지 않는 실리콘 카바이드 히터나, 실리콘 러버 히터, AIN 히터, 알루미나 히터, PG 히터, PBN 히터 등과 같

은 금속, 비금속, 세라믹 계열의 히터를 적용하는 것이 바람직하다.

또한, 상기 펌핑장치(700)는 상기 반응실의 외부로 배출되는 소스를 분말화하여 트랩하기 위한 콜드트랩(C/T)을 갖

추고 있고, 상기 배기라인(800)에도 외부로 배출되는 소스를 분말화하여 트랩하기 위한 콜드트랩(C/T)이 설치되어 

있다.

다음에, 첨부도면을 참조하여 본 발명의 다른 실시예에 대해 상세히 설명한다.

즉, 도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 유기이엘 디스플레이의 박막형성 시스템에 대한 구성을 나타낸 도면이다.

도 5에 도시된 바와 같이, 인젝터(900)와, 오리피스(910), 가스 유도관(920), 반응원료 저장조(930), 배출관(940), 실

링부재(950), 가열수단(960), 반응실(970)로 구성된다.

상기 인젝터(900)는 그 끝단에 내경이 0.1 내지 3mm 사이의 오리피스(910)와 결합되어 있는 바, 인젝터(900)와 오

리피스(910)는 암나사와 수나사의 체결볼트에 의해 상호 연결되도록 하되, 그 경계부에 진공실링을 위해 예컨대 오링

또는 메탈로 이루어진 실링부재(도시되지 않음)를 삽입하도록 하는 것이 바람직하다.

상기 가스 유도관(920)은 그 일단이 오리피스(910)와 연결되고서 타단이 반 응원료 저장조(930) 내에 삽입되도록 설

치된다.

여기서, 상기 오리피스(910)의 직경은 인젝터(900)의 직경보다 작기 때문에 그 오리피스(910)를 통과할 때 유속이 

증가되어 가속화되고, 상기 인젝터(900)와 오리피스(910)를 통하여 가속화된 가압가스는 가스 유도관(920)을 통하여

반응원료 저장조(930) 내의 액상소스에 전달된다.

상기 반응원료 저장조(930) 내의 액상 소스는 상기 가스 유도관(920)을 통해 유입되는 가스로부터의 운동에너지를 

전달받아 분자단위로 미립자화되어 저장조(930)와의 압력차에 의하여 배출관(940)을 통해 배출되고, 상기 가열수단(

960)은 배출관(940)을 통해 유입받은 미립자화된 미세입자 소스를 기화시키기 위해 가열시키게 된다.

여기서, 상기 반응원료 저장조(930)와 배출관(940)의 사이에는 암나사와 수나사의 체결볼트에 의해 상호 연결되도록

하되, 그 경계부에 액상의 소스가 대기중의 공기와 접촉되지 않도록 함과 더불어 액상소스와의 직접적인 접촉에 의한

상호반응을 방지하기 위해 메탈 가스켓으로 이루어진 실링부재(950)를 설치한다.

한편, 상기 반응원료 저장조(930)는 2개 이상의 유기 EL 소스를 사용하는 경우에 조성비를 맞추기 위해서 적어도 2

개 이상으로 구성하도록 하는 것이 바람직하다.

상기 반응실(970)에서는 샤워헤드와 반응기로 구성되고서, 샤워헤드에 의해 상기 가열수단(960)으로부터 기화된 소

스를 균일하게 분사시키게 된다.

상기 샤워헤드는 알루미늄이나 타이타늄 등과 같은 금속재질로 이루어지고, 균일한 분사를 위해 1 스테이지 또는 2 

스테이지로 구성된다.

상기 반응기는 높이조절과 회전이 가능한 하부 가열부와 배기라인으로 구성되는 바, 상기 하부 가열부는 스테인레스 

스틸 계열, 인코넬, 칸탈, 니크롬선, 하스트얼로이, 타이타늄, 알루미늄, 구리, PG 등과 같은 금속, 비금속, 세라믹 계

열의 히터로 구성될 수 있고, 상기 배기라인은 기화 소스를 분말형태로 트랩하기 위한 콜드트랩이 설치되어 있다.

상기한 실시예를 갖는 본 발명은 그 실시양태에 구애받지 않고 그 기술적 요지를 벗어나지 않는 한도 내에서 얼마든

지 다양하게 변형하여 실시할 수 있음은 물론이다.

발명의 효과

이상과 같이 본 발명에 따르면, 유기 EL 성막 소스 효율을 극대화 할 수 있게 되고, 370×470mm 이상의 대면적 기판

에서 우수한 두께 균일도를 갖는 유기 EL 성막공정이 가능하게 됨과 더불어, 유기 EL 디스플레이 제조공정에 있어서 

홀 주입층(HIL) 성막공정과, 홀 전달층(HTL) 성막공정, 발광층(EML) 성막공정, 전자전달층(ETL) 성막공정, 전자주

입층(EIL) 성막공정과 같은 다양한 유기 EL 성막공정과 전극 성막공정에 광범위하게 적용가능하다는 효과를 갖게 된

다.

(57) 청구의 범위
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청구항 1.
유기 EL 액상 소스와 용제를 이동시키기 위한 액체이동 장치와,

캐리어 가스와 퍼지가스를 이동시키기 위한 가스이동 장치,

상기 액체이동 장치로부터 이동된 액상 소스를 기화시키는 기화기,

상기 기화기로부터 기화된 소스를 분사시키기 위해 이송하는 기화기 라인,

상기 기화기 라인을 통해 이송받은 기화된 소스를 균일하게 분사하는 샤워헤드,

상기 기화된 소스를 성막시키기 위한 반응기,

상기 반응기로부터 배출되는 소스를 펌핑하는 펌핑라인 및,

상기 기화기로부터 기화된 소스를 배기시키기 위한 배기라인으로 구성된 것을 특징으로 하는 유기이엘 디스플레이의

박막형성 시스템.

청구항 2.
제 1 항에 있어서, 상기 액체이동 장치는 가압가스를 유입받아 소스 이동라인을 통해 유기 EL 소스를 배출하는 하나 

이상의 유기 EL 소스용기와, 해당 액체이동 장치와 기화기의 라인을 세정하기 위해 가압가스를 유입받아 용제 이동

라인을 통해 용제를 배출하는 용제용기, 상기 각 유기 EL 소스용기에 유기 EL 소스를 리필하기 위한 하나 이상의 리

필용기를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 유기이엘 디스플레이의 박막형성 시스템.

청구항 3.
제 2 항에 있어서, 상기 액체이동 장치는 상기 하나 이상의 유기 EL 소스용기와 용제용기의 배출라인 측에 소스 및 용

제의 양을 조절하는 액체질량 유량조절기가 설치되고, 소스와 용제를 혼합하는 혼합기와 연결된 것을 특징으로 하는 

유기이엘 디스플레이의 박막형성 시스템.

청구항 4.
제 2 항에 있어서, 상기 액체이동 장치의 이동라인으로부터 기화기의 앞단에는 균일한 소스유입을 위한 체크밸브가 

양단이 1/8'과 1/16' 중에 어느 하나의 라인으로 설치된 것을 특징으로 하는 유기이엘 디스플레이의 박막형성 시스템.

청구항 5.
제 1 항에 있어서, 상기 가스이동 장치는 기화기에서 기화된 액상 소스를 샤워헤드에 고압으로 분사시키는 캐리어가

스 이동라인과 퍼지가스 이동라인을 포함한 것을 특징으로 하는 유기이엘 디스플레이의 박막형성 시스템.

청구항 6.
제 1 항에 있어서, 상기 기화기는 캐리어 가스를 압력차에 의해 가속시키는 가스 흐름관 및 오리피스와, 소스를 기화

시키기 위해 열을 발생하는 히터, 기화기 몸체를 통해 히터로부터의 열을 전달받아 액상 소스를 기화시켜서 배출하는

기화기 프릿을 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 유기이엘 디스플레이의 박막형성 시스템.

청구항 7.
제 6 항에 있어서, 상기 기화기 프릿은 실리콘 카바이드(SiC) 또는 알루미나(Al 2 O 3 ) 중에서 어느 하나의 세라믹 

재질을 갖고서 2중으로 설치된 것을 특징으로 하는 유기이엘 디스플레이의 박막형성 시스템.

청구항 8.
제 6 항에 있어서, 상기 기화기는 2개 이상의 유기 EL 소스를 사용하면 조성비를 맞추기 위해 적어도 2개 이상을 구

성하도록 이루어진 것을 특징으로 하는 유기이엘 디스플레이의 박막형성 시스템.

청구항 9.
제 6 항에 있어서, 상기 기화기의 히터는 스테인레스 스틸 계열과, 인코넬(Inconel), 칸탈(Kanthal), 니크롬선, 하스트

얼로리(Hastelloy), 타이타늄(Titanium), 알루미늄(Al), 구리(Cu), PG(Pyrolitic Graphite) 중에서 어느 하나의 금속, 

비금속, 세라믹 열선을 사용하는 몰딩 형태로 이루어지고, 실리콘 카바이드(SiC) 히터와, 실리콘 러버(Si Rubber) 히

터, AIN 히터, 알루미나 히터, PG 히터, PBN 히터 중에서 어느 하나의 금속, 비금속, 세라믹 계열 히터로 이루어진 것

을 특징으로 하는 유기이엘 디스플레이의 박막형성 시스템.

청구항 10.
제 1 항에 있어서, 상기 샤워헤드는 내장 히터와 절연부를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 유기이엘 디스플레이

의 박막형성 시스템.

청구항 11.
제 10 항에 있어서, 상기 샤워헤드는 균일한 분사를 위해 1 스테이지와 2 스테이지 중에서 어느 하나로 구성된 것을 

특징으로 하는 유기이엘 디스플레이의 박 막형성 시스템.

청구항 12.
제 10 항에 있어서, 상기 샤워헤드의 히터는 스테인레스 스틸 계열과, 인코넬, 칸탈, 니크롬선, 하스트얼로리, 타이타

늄, 알루미늄, 구리, PG 중에서 어느 하나의 금속, 비금속, 세라믹 열선을 사용하는 시스(Sheath) 형태 또는 실리콘 고

무로 이루어진 것을 특징으로 하는 유기이엘 디스플레이의 박막형성 시스템.

청구항 13.
제 10 항에 있어서, 상기 샤워헤드의 절연부는 알루미나, AIN, 테프론(Tephlon) 중에서 어느 하나의 절연물질로 이

루어진 것을 특징으로 하는 유기이엘 디스플레이의 박막형성 시스템.

청구항 14.
제 10 항에 있어서, 상기 샤워헤드는 플라즈마를 발생하는 플라즈마 모듈을 더 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 

유기이엘 디스플레이의 박막형성 시스템.
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청구항 15.
제 1 항에 있어서, 상기 반응기는 하부 가열부와 측면 가열부를 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 유기이엘 디스

플레이의 박막형성 시스템.

청구항 16.
제 15 항에 있어서, 상기 하부 가열부와 측면 가열부는 실리콘 카바이드 히터와, 실리콘 러버 히터, AIN 히터, 알루미

나 히터, PG 히터, PBN 히터 중에서 어느 하나의 금속, 비금속, 세라믹 계열의 히터로 이루어진 것을 특징으로 하는 

유기 이엘 디스플레이의 박막형성 시스템.

청구항 17.
제 1 항에 있어서, 상기 펌핑라인은 배출되는 소스를 분말화하여 트랩하는 콜드트랩을 포함하여 구성된 것을 특징으

로 하는 유기이엘 디스플레이의 박막형성 시스템.

청구항 18.
제 17 항에 있어서, 상기 콜드트랩은 내부의 냉각 라인과 외부 커버를 포함하여 구성되고, 상기 냉각 라인은 나선형으

로 이루어진 것을 특징으로 하는 유기이엘 디스플레이의 박막형성 시스템.

청구항 19.
제 1 항에 있어서, 상기 배기라인은 외부로 배출되는 소스를 분말화하여 트랩하는 콜드트랩을 포함하여 구성된 것을 

특징으로 하는 유기이엘 디스플레이의 박막형성 시스템.

청구항 20.
액상의 소스가 저장되어 있는 반응원료 저장조와,

일측 끝단에 오리피스가 설치되고서, 오리피스와의 압력차에 의해 가속화된 가압가스를 발생하는 인젝터,

상기 인젝터로부터의 가압가스를 반응원료 저장조 내로 유도하여 액상 소스가 가압가스의 운동에너지에 의해 미립자

화되도록 하는 가스 유도관,

상기 반응원료 저장조에서 미립자화된 소스를 배출시키는 배출관,

상기 배출관을 통해 배출되는 미립자화된 소스를 기화시키기 위해 가열하는 가열수단 및,

상기 가열수단을 통해 기화된 소스를 균일하게 분사시키기 위해 샤워헤드와 반응기를 갖춘 반응실로 구성된 것을 특

징으로 하는 유기이엘 디스플레이의 박막형성 시스템.

청구항 21.
제 20 항에 있어서, 상기 오리피스의 내경은 가압가스의 속도를 가속화하기 위해 인젝터의 내경보다 작은 크기로 형

성된 것을 특징으로 하는 유기이엘 디스플레이의 박막형성 시스템.

청구항 22.
제 20 항에 있어서, 상기 반응원료 저장조와 배출관의 사이에는 실링부재가 삽입된 것을 특징으로 하는 유기이엘 디

스플레이의 박막형성 시스템.

청구항 23.
제 20 항에 있어서, 상기 반응원료 저장조는 적어도 하나 이상 설치된 것을 특징으로 하는 유기이엘 디스플레이의 박

막형성 시스템.

청구항 24.
제 20 항에 있어서, 상기 가열수단은 온도의 균일도를 갖는 금속 몰딩 히터로 이루어진 것을 특징으로 하는 유기이엘 

디스플레이의 박막형성 시스템.

청구항 25.
제 20 항에 있어서, 상기 반응실의 샤워헤드는 알루미늄과 타이타늄 중에서 어느 하나의 금속재질로 이루어지고, 균

일한 분사를 위해 1스테이지와 2스테이지 중에서 어느 하나의 구조로 이루어진 것을 특징으로 하는 유기이엘 디스플

레이의 박막형성 시스템.
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外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明提供的有机ELK显示器的薄膜形成系统具有在膜形成工序中的良
好的厚度均匀性的大面积，同时最大化在有机EL显示器的膜形成工序中
的沉积源的效率的基板。 本发明从上述液体输送装置实现这一点，和一
个气体移动装置，一个蒸发器，以蒸发液体源气化器从所述液体移动装
置移动，以移动所述净化气体和载气用于移动有机EL液体源和溶剂反应
器中，抽泵从反应器中排出的信源用来传送到喷射汽化源蒸发器线，喷
淋头用于均匀地喷射汽化过蒸发器线路接收传送来的源，在薄膜形成所
述蒸发源以及用于从汽化器排出汽化源的排气管线。 1

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/cbce6408-1874-4db5-9f29-20dc7019ba72
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/037318713/publication/KR100460304B1?q=KR100460304B1

